= Bundesrepublik Deutschland ===

Urkunde

Uber die Eintragung des
Gebrauchsmusters Nr. 20 2024 106 776

Bezeichnung:

Ein System zur Synthese von Ti1-xFexO2-6-Photoelektroden, die mit CdS QDs-
N719-Farbstoff sensibilisiert sind

IPC:
H10K 71/60

Inhaber/Inhaberin:

Delekar, Sagar Dadu, Dr., Kolhapur, Maharashtra, IN
Dhodamani, Ananta Gulab, Dr., Sangali, Maharashtra, IN
Dongale, Tukaram Dattu, Dr., Kolhapur, Maharashtra, IN
Kadam, Sunil Jagannath, Dr., Kolhapur, Maharashtra, IN
Koyale, Pramod Abhangrao, Kolhapur, Maharashtra, IN
Kumbhar, Deepak Ananda, Dr., Kolhapur, Maharashtra, IN

More, Krantiveer Vilas, Dr., Kolhapur, Maharashtra, IN

SHIVAJI UNIVERSITY, KOLHAPUR, Kolhapur, Maharashtra, IN

Tag der Anmeldung:
23.11.2024

Tag der Eintragung:
09.12.2024

Die Prasidentin des Deutschen Patent- und Markenamts

Eva Schewior

Munchen, 09.12.2024

Die Voraussetzungen der Schutzfahigkeit werden bei der Eintragung eines Gebrauchsmusters nicht geprft.
Den aktuellen Rechtsstand und Schutzumfang entnehmen Sie bitte dem DPMAregister unter www.dpma.de.



